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Abstract (en)
Galvanic deposition of bronze on a substrate comprises using an acidic electrolyte containing tin and copper ions, an alkylsulfonic acid and an
aromatic non-ionic wetting agent. An Independent claim is also included for an electrolyte used in the deposition process.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur galvanischen Abscheidung von Bronzen, mit welchem das zu beschichtende Substrat in einem
sauren Elektrolyten, der zumindest Zinn- und Kupferionen, eine Alkylsulfonsaure und ein Netzmittel aufweist, metallisiert wird. Mit Hilfe eines
derartigen Verfahrens sollen wesentlich hdheren Abscheidegeschwindigkeiten erreicht werden und haftfeste sowie porenfreie Bronzelberziige mit
hohen Kupfergehalten und unterschiedlichen dekorativen und mechanischen Eigenschaften abgeschieden werden, wobei dieses erfindungsgeman
dadurch erreicht wird, daB dem Elektrolyten ein aromatisches, nichtionisches Netzmittel zugegeben wird. Weiterhin wird ein saurer Elektrolyt zur
Abscheidung von Bronzen bereitgestellt.
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